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A ZARIADENIE NA JEHO REALIZACIU

Vyndlez sa tyka ud¢inného sposobu zvyZovania adhézie tenkych vrstiev organickych polymé-
rov na povrchu tuhych telies a zariadenia na jeho realizdciu.

V siasnej dobe sa k zvydoveniu adhdézie organickych polymérov na povrchu anorganickych
materidlov pouZfvaji organokremi&ité promotéry adhézie, najéaste j8ie typu IfSix3 alebo
vRIRZSiXZ, kde kE predstavuju najrozlinejsie funk&né skupiny schopné vytvorit chemickd alebo
fyzikélnu v8zbu s orgenickym polymérom a X je hydrolyzovate[né skupina, najéastejdie alkoxyl,
pri star3ich produktoch tieZ chlor. Hydrolgzou RSiX3 a R1R231X2 vznikajd prisludné trihydro-
Xyr,resp. dihydroxyderivéty, ktorych silanolové skupiny reaguji jednak s povrchovymi skupi-
nami -OH silikdtov & kysliénikov kovov, jednsk vzédjomne kondenzuji za vazniku polysiloxéndv.
Ako konkrétny priklad uvedeného typu moZno uviest CHZ=C/ChB/C/O/O-/Cﬂz/jsi/0C53/2 a
Cﬁa/O/CH-CHZO-/Cﬂé/BSi/OCH3/3 (Johannson O. K., Stark F. O., Vogel G. E., Fleischmann K. M.:
Composite Mater 1, 278 /1368/), dalej Si/002&5/ 4 (Unger K., Schisk-Kalb J., DOS 2,357.184
/1975/). V poslednej dobe sa objavuji sprévy o zavédzeni skupin SiX; priamo do polymérov.
Tek napr. Miron & spol.opisuji silyldciu 1,2-polybutadiénu ne& visiacich dvojnych vézbéch
(Miron J., Bhatt P., Skeist I.: kecent Adv. Adhesives, Proc. Am. Chem. Soc. Symposium 197i -
publikované r. 1973: Chem. Abstr. 82, 31813). Prehiad pouZivanych promotérov adhézie Jje uve-
deny v referdte K. Veselého (K. Vesely; Organokremitité spojovacie prostriedky, Chem.listy

71, 225 /1977/). .
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Ngdostatkem uvedeného postupu, zaloZeného na aplikdcii organokremiditych zlidenin, je
ich vysoké cena & malé odolnost k W&inku vzdudnej vlhkosti.

Uvedené nedostatky odstrafuje sp6sob podla vyndlezu, ktorého podstata je v tom, Ze sa
spdjeny povrech aktivuje polychromatickym a elektromsgnetickym Ziarenim o rozsahu vlnovych
al%ok o4 0,01 do 100 um a hustoté svetelného toku od 0,01 do 100 W/cmz, po preruseni expo-
zi{cie sa nanesie svetlocitlivyvroztok a/alebo ne aktivovany povrch‘sa nenesie fotosenzibili-
zdtor obecného vzorca kCOX, kde R je aryl, a X je -H, -Cl, -Br, napriklad benzaldehyd, ben-
zoylchlorid, benzoylbromid, po preruseni expozicie s& nanesie svetlocitlivy roztok. Upraveny
povrch sa po nanesen{ svetlocitlivého roztoku mo%e vystavi{ pasoheniu polychromatického a
elektromagnetického Zisrenia o rozsshu vlnovych dlZok od 0,01 do 100 um a hustoté'syetlené-
ho toku od 0,01 tieZ do 100 W/cm“*

Predmetom vyndlezu je zerisdenie na prevddzanie spdsobu na zvy3ovanie adhézie vrstiev
pri fotolitografickom spracoveni tuhych povrchov, ktorého podstata spoéive v tom, Ze rotadny
drziak pre dostitku je usporiadany vo vékuovej komore; kde na stred dostidky je nasmerovand |
dUstie infraderveného & ultrafialového Ziareriia, privod plynu a ddvkovad kvepalid.

G¢innym spSsobom zvySovania adhézie tenkych vrstiev orgenickych ldtok na povrchu tuhych
telies Jje vytvédranie prechodovej, intenzitu vzéjomnej interakcie obidvoch adhézentov kontro-
lujicej, medzifdzovej vrastvidky definovaného zloZenia a hribky cestou fotochemickej & foto-
térmickeJ aktivédcie spdjanych povrchov, pozostdvejicou z preferendnej fotoaktivovanej desor-
pcie adsorbovanych molekdil na fézovych rozhraniach kyslik, kysliZnik uhli&ity a voda & foto-
senzibilizovanej disproporciondcie povrchovych -OH Struktur, vedicej k odstraneniu chemicky
viazeneJ vody za silasného vznikﬁ reaktivnych skupin. Najak3r sa na reaktivny povrch kysli&-
nikovej fézy kysli¥nike kremiditého, hlinitého atd. visZe tripletovy senzibilizdtor typu
RCOX, kde K je aryl, napriklad fenyl alebo naftyl, a X je -H, -Cl alebo /Er a potom sa vy;
tvor{ tenkd vrstva polyméru prevrstvenim povrchu roztokom polyméru v prchevom rozpistadle
a Jjeho adparenim} Pri dal¥ej expozicii ultrafialovym Ziarenim dajde ku vzdjomnému spojeniu
molekil situovanych na spajanych rozhraeniach. obidvoch systémov jednak v ddsledku vytvorenia
chemickych vEzieb, jednak v ddsledku ¥iasto&ného mechanického zapletenia. Pri prismom kon-
téktovani sa fotochemicky opracované povrchy spédjaju jednoduchym prekrytiuﬂ pridom vzéjomnd
adhézia je zabezpedend vznikom chemickych vézieb medzi obidvomi systémami.

Postup podla vyndlezu mo#no aplikoval v jednoduchom rotadnom zariadeni na sibeZné foto-
chemické fototermické a chemické opracovanie tuhych telies, vyznadujice sa moZnostou syn-
chrénne j alebo postupnej excitdcie fyzikdlnych a chemickych vazieb v sistave adsorbovena
l4tka/adsorbent, prifom transport desorbovanych molekil z povrchu sa docieli d&inkom gravi-
ta&ného pola alebo zdielanim hybnosti z;éikami{s molekulovym lddom inertného plynu.

Zariadenie podia vynélezu je schématicky’zobrazené na pripojeném obrézku.

Vfhodou postupu podla vyndlezu je doaiéhnutie vysse J ihtenzity vzéjomnych vézieb medzi
povrchmi, fyzikdlnych i chemickych, v dosledku Wéinného odstrénenie adsorbovanych oktozaych

plynov a zamedzenia vzaniku velkého volného objemu na fazovom rozhrani.
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Na obrézku je znézornené zariadenie na zvyBovenie adhézie svetlocitlivjch vrstiev
na tuhych povrchoch pri vyrobe mikroe;ektronickych prvkov.

Do vékuove] komory 1, opatrenej odvodom 2 do Zerpacej védkuovej sipravy, v ktorej Jje
umiestneny vékuovy rotalny drZiak 3 do#tidky s vbudované zdroje 4 infralerveného Zisrenia
a zdroj 5 ultrafialového ¥ierenia tak, aby lie smerovali ne stred opracovdvanej do3tifky
6, orientovanej vrstviZkou kysli&nike kremi&itého nehor. Vékuové komora 1 Je dalej opatrend
privodom T plynu a dévkovalem 8 kvepalin, ktoré si usmernené na stred do3titky 6.

.Opracovévand dodtifka sa upevani na vékuovy driisk, uvedie do rotadného pohybu a po
pripadnom vyevskuoveni celého priestoru, alebo naplneni Eistym dusikom sa exponuje ultra-
fialovym, infradervenym Ziarenim, alebo obidvomi subeZne po stanoveni dobu. Po skon&eni
expozicie sa silasne 8 vypautim zdrojov elektromagnetického #¢iarenia nanesie aktivalny ale-
bo svetlocitlivy roztok, ktory sa odpari. Vytvorena povrchové aktivovand vrstviéka alebo
tuhd svetlocitlivé vrstva hribky 0,5 a% 1 um sa dalej opracovéva podla beZnej praxe.

Konkrétne postupy poafa vynélezu ilustrujd nasledujice priklady:

Priklad 1 v
Ilustruje sa aplikédcia postupu podia vynélezu pri vyrobe mikroeleeronickych prvkov
a ich integrovanych zoskupeni. Kremikové dosti&ka kruhového prierezu o priemere 37 mm, n&
ktorej bola pyrolitickym rozkladom zmesi kremik, voda a kyslik vytvorend vrstvicke kyslic=-
nike kremi&itého o hribke 0,5 ,um, s& upevni vékuove na rotagnom drzisku a neché rotovat
rychlosfou 4 000 otédek za minutu. Koncentrickym polychromatickym LiZom infraderveného
zdroja o vykone 200 W a 500 W ultrafialového zdroja vysokotlakej ortutovej vybojky sa de-
sorbuje a ektivuje povrch kyslidnika kremiZitého po dobu 3 minit. Po uplynuti uvedeného
&asového intervalu sa. na povrch prikvepne 0,5 ml 10"2 moldrneho roztoku benzaldehydu
v n-heptdne & pokrafuje sa iba v ultrafialovej expozicii dal¥ie 3 mindty. V priebehu proce-
su s& v komore udrZuje mierny podtlak 6,7 kPa, zabezpedujici odsévenie aplikovaného roz-
pistadla. Po skonZeni expozicie sa& nenesie na dosti¥ku roztok svetlocitlivého polymérneho
laku primeranej koncentrécie. Palsie spracovanie systému sa koné podia zauZzivanej techno-

1dogie.

Priklad 2
Postup podla prikladu 1 len s tym rozdielom, %e namiesto roztoku benzaldehydu sa pou-

%ije roztok benzoylchloridu rovneke]j koncentrécie.

Priklad 3
Postup zhodny ako v priklade 1 len s tym rozdielom, %e doby aktivédcie a postexpozicie

sa skréties na jednu mindtu.

Priklad 4 ‘ .
Postup zhodny ako v priklade 2 len s tym rozdielom, %e po aplikécii roztoku benzoyl-

”
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chloridu sa sibeZne aktivuje infradervenym a ultrafialovym Ziarenim po dobu 3 minity.

Priklad 5
Postup zhodny ako v priklade 1 len s tym rozdielom, Ze po aplikécii roztoku benzalde-

hydu sa bezprostredne nanesie svetlocitlivy lak.

Priklad 6

Postup zhodny ako v priklade 2 len s tym rozdielom, %e sa namiesto roztoku benzoyl-

chloridu aplikuje roztok benzoylbromidu v rovnakom rozpistadle a o rovnakej koncentrdcii.

Priklad 7
Postup zhodny ako v priklade 4 len s tym rozdielom, ¥e namiesto roztoku.benzoylchlori-

du sa pouZije benzoylbromid.

Priklad 8
Postup zhodny ako v priklade 1 len s tym rozdielom, %e po neneseni svetlocitlivého laku
sa aplikuje infradervené Ziasrenie v rozsahu vlnovych Alzok od 10 do 100 um,

Priklad 9

Ilustruje sa aplikdcia postupu podia vyndlezu pri vyrobe monometalickych ofsetovych
tladovych platni na bdze hlinfka., Anodickou oxiddciou povrchovo upravend tlafovd podioika,
zbavend prachu umyvanim vodou, o hribke 0,3 mm, normalizovaného formdtu Ao, sa aktivuje
po dobu 2 mimit v horizontdlnom tuneli vybavenom polychromatickymi infradervenymi zdrojmi
/20 ks/ o celkovom vykone 2 000 W a 5 germicidnymi nizkotlakymi rtufovymi vybojkemi o celko-
vom vykone 150 W, za odsévania vaznikajiceho ozonu. Vzdialenost zdrojov Ziarenia je od pod-
loXky 60 cm. Takto aktivovang podlotka sa dalej ovrstvuje svetlocitlivym roztokom v clono-
vom alebo valcovom ovrstvovacom zariadeni, &im sa ziska predsenzibilizovand ofsetovd tladova
platna s vy3Zou adhéziou tlafového prvku k podloZke neZ pri klasickom postupe bez fotoakti-

vécie povrchu pred nanesenim svetlocitiivej polymérnej vrstvy.

Priklad 10 _ ' S
Postup zhodny ako v priklade 9 len s tym rozdielom, Ze fotoaktivécie a nanddenie
svetlocitlivého leku sa konaji v rotadnej centrifiige, vybavenej rovnakymi zdrojmi ako v pri--

klade 9 pri 80 otd&kach za mindtu.

PREDMET VYNLKLEZU

1. Spdsob zvySovania adhézie vrstiev fotolitografickom spracovani tuhych povrchov, vyznadu-
Jici sa tym, Ze sa spdjeny povrch aktivuje polychromatickym a elektromagnetickjm Zierenim
o rozsashu vlnovych ai%ok 0,01 a%Z 100 um a hustote svetelného toku 0,01 af 100 W/cm2



2.

3.
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a po prerudeni expozicie sa nanesie svetlocitlivy roztok a/alebo sa na aktivovany povrch
nenesie fotosenzibilizdtor obecného vzorca RCOX, ve ktorom K je aryl a X je H, Cl alebo
Br, napriklad benzaldehyd, benzoylchlorid alebo benzoylbromid, prifom sa po prerudeni
expozicie nanesie svetlocitlivy roztok. v

Sposob podia bodu l; vyznadujici sa tym, Ze upraveny povrch sa po naneseni svetlocitli-
vého roztoku vystavi pasobéniu polychromatického a elektromagnetického Ziarenia o rozsa-
hu vlnovych dlzok 0,01 aZ 100 ,um a hustote svetelného toku 0,01 a¥ 100 W/cma.
Zariadenie na realiz&ciu spdsobu podia bodu 1 & 2, vyznadujici sa tym, %e pozostéva

z rota¥ného Ariiaku /3/ pre uchytenie do3tidky so spdjanym povrchom, pri&om na stred
drzisku /3/, ktory je usporiadany vo vakuovej komore /1/, je nasmerovany zdroj /4/ infra-
erveného %ierenia, zdroj /5/ ultrafialového Zisrenia, privod /7/ plynu a dévkovad /8/
kvapalin. |

1 vykres
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